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Abstract (en)
The device (1) has a basic unit comprising metal surface electrodes (3) that have triangular points and are connected to a high alternating voltage
generator (5). A dielectric plate (4) is electrically isolated and positioned between the electrodes such that electrical breakdowns take place between
the points of the electrodes and the plate for creating cold plasma used for treating a gas i.e. air, circulating in the device. The distance between
each electrode and the plate is in the order of millimeters. Independent claims are also included for the following: (1) a method for producing a
surface treating gas or purifying or deodorizing a gas (2) a method for producing electronic or chemical species (3) a method for fabricating a gas
treating device.

Abstract (fr)
L'invention concerne un dispositif de traitement d'un gaz, caractérisé en ce qu 'il comporte un empilement (1) d'unités (2) élémentaires, chaque
unité (2) comportant une alternance composée de : - deux électrodes (3) métalliques surfaciques comportant des pointes de part et d'autre d'un
plan médian et étant reliée à un générateur (5) de haute tension, et - une plaque (4) diélectrique située entre les deux électrodes (3) et isolées
électriquement de sorte qu'une pluralité de décharges (7) puisse avoir lieu entre l'électrode (3) et la plaque (4) pour la création d'un plasma froid
apte à traiter un gaz en circulation dans le dispositif. L'invention concerne également des procédés d'utilisation du dispositif précité, et un procédé
de fabrication d'un dispositif précité.
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